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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月20日(2013.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電界が内部を伝播する導波管と、
　この導波管の下方に連結されて配置され前記導波管からの電界が内部に供給されてプラ
ズマが生成される処理室とを備え、
　前記処理室内に配置された被処理基板を前記プラズマを用いて処理するプラズマ処理装
置であって、
　前記導波管が前記処理室の上方で上下方向に延びて内部を前記電界の円偏波が前記処理
室に向かって伝播する円形導波管を有し、
　この円形導波管の前記上下方向に異なる位置において当該円形導波管の中心に向けられ
た互いの中心軸が直交するように配置された複数のスタブであって、前記中心軸に沿った
前記円形導波管内への挿入長が調整可能に構成された複数のスタブを備えたプラズマ処理
装置。
【請求項２】
　請求項１記載のプラズマ処理装置において、
　前記複数のスタブはそれぞれ円柱状で先端部は半球状であることを特徴とするプラズマ
処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載のプラズマ処理装置において、
　円形導波管内の中心に向けて挿入される複数のスタブの中心軸の角度が調整可能である
ことを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載のプラズマ処理装置において、
　円形導波管内の中心に向けて挿入される３本以上のスタブが円周上に等間隔で配置され
ることを特徴とするプラズマ処理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明のプラズマ処理装置は、基本的手段として、電界が内部を伝播する導波管と、こ
の導波管の下方に連結されて配置され前記導波管からの電界が内部に供給されてプラズマ
が生成される処理室とを備え、前記処理室内に配置された被処理基板を前記プラズマを用
いて処理するプラズマ処理装置であって、前記導波管が前記処理室の上方で上下方向に延
びて内部を前記電界の円偏波が前記処理室に向かって伝播する円形導波管を有し、この円
形導波管の前記上下方向に異なる位置において当該円形導波管の中心に向けられた互いの
中心軸が直交するように配置された複数のスタブであって、前記中心軸に沿った前記円形
導波管内への挿入長が調整可能に構成された複数のスタブを備えるものである。
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